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   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５０２Ｄ
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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月5日(2018.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　図９は、第３の実施形態に係るインプリント処理を説明するための図である。図９では
、ウエハＷＡ、テンプレートＴ２、レジスト３などの断面図を示している。図９の（ａ）
に示すように、インプリント工程が始まると、テンプレートＴ２とレジスト３とが互いに
近づけられる。そして、テンプレートＴ２とレジスト３との接触が始まった後、図９の（
ｂ）に示すように、テンプレートＴ２に大きな応力変化が発生する。この場合において、
テストパターン６１は、テンプレートパターン６２よりも強度が低いので、テストパター
ン６１は、テンプレートパターン６２よりも強い応力がかかる。したがって、テストパタ
ーン６１は、テンプレートパターン６２よりも弱い力で発光する。本実施形態では、テス
トパターン６１における応力発光強度に基づいて、テンプレートＴ２の交換時期が判定さ
れる。
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